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１．概要（Summary ） 

 バイオCMOS融合デバイス実現にむけて、電子顕微鏡

による電極観察を行った。近年、微細化に限界が見えつ

つあるシリコン半導体集積回路の次世代アプリケーション

創成技術として、バイオ CMOS 融合デバイスが注目を浴

びている。本課題においては、バイオ CMOS融合デバイ

スにおける最重要基盤技術である電極形成における観察

を行うことを目的としている。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 走査型電子顕微鏡 

 

・実験方法 

無電解金メッキ法を用いて、金電極の形成を行った。

金はイオン化傾向の観点からバイオCMOS融合デバイス

において最も適した材料であるが、従来のCMOS製造プ

ロセスへの導入には適しておらず、CMOS プロセス後の

後工程で作成する必要がある。後工程プロセスとしては、

コンタクトフォトリソグラフィを用いた手法が広く使用されて

きたが加工精度の限界により電極小型化が困難であった。

本研究においてはより小さいサイズの電極を作成するた

めに、無電解金メッキ法を活用した。 

SEM を用いて、表面観察をおこなった。表面観察を行

った後に電気化学特性の評価をおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1に SEMによる電極観察結果を示す。CMOS集

積回路上への電極形成の確認に成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

Fig.1 SEM observation of the electroless-plated Au 

microelectrode array on CMOS integrated circuit. 


